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Eljdrds pérologtatasra alkalmas anyag el6dllitdsdra szi-
licium-monoxid-rétegek vikuumban valé elparologtatds
utén torténd képzése céljibol

(54)

(57) Kivonat

A taldlmdny tdrgya eljdrds rdpdrologtatdsra alkalmas

- anyag el6dllitdsdra, szilicium-monoxid-rétegek vd-
kuumban vald elpérologtatds ttjdn torténd képzése
céljabél.

Szilicium-monoxid-rétegeket példdul elektronikus
épitSelemekhez vagy interferencia-, illetve véddréte-
gekként h8sugdrzdst visszavers vagy hiszigetelés szem
pontjdbél tokéletesitett hblapokon alkalmaznak. A
taldlmédny tdrgya rdpdrologtatdsra alkalmas, olyan
anyag biztositdsa, amely killon vikuumeljdrds nélkil,
csekély energia- és munkardforditdssal elGdllithato,
szekunder reakci6k nélkiil ellendlldsmentes p4rolgdst

. tesz lehetGvé, és a darabos szilicium-monoxid-réteg
. - szdmdra azonos vagy kedvezdbb tulajdonsdgokat
’ nyujt. A taldlmdny értelmében e fealdatot tgy oldjék
meg, hogy nagy tisztasdgu, feleslegben veit szilicium-
-dioxidbol és sziliciumbdl készitett homogenizilt ke-
veréket 10—-12 %-as vizes poli(vinil-alkohol)-oldattal
elegyitenek.




A talilmdny tdrgya eljdrds rdpdrologtatdsra alkal-
mas anyag el6dllitdsdra, szilicium-monoxid-rétegek
vdkuumban valé elpdrologtatds \tjdn torténd kikép-
zése céljibdl. A szilicium-monoxid-rétegeket példdul
elektronikus épitdelemekben, vagy interferencia- il-
letve védorétegekként hdsugdrzdst visszaverd vagy
h8szigetelés szempontjabdl tokéletesitett hélapokon
alkalmazzdk.

Szilicium-monoxid-rétegeket a szokdsos moédon
ugy édllitanak el8, hogy darabos szilicium-monoxidot
vékuumban, illetve igen nagy vdkuumban elpdrolog-
tatnak. A darabos szilicium-monoxidot minden eset-
ben egy, a szilicium-monoxid-réteg el6dllitdsi eljdrdsd-
t6l kilonallé vikuumeljdrdssal 4llitjdk el6, amelynek
sordn egy laza vagy zsugoritott, sziliciumbdl és szili-
cium-dioxidbol 4116 keveréket elpdrologtatnak, egy
kondenzilé feliiletre lecsapjék, €s a kondenzdtumot
az alkalmazds céljdbank megfelelSen feldaraboljdk
(apritjak). Ennek a darabos szilicium-monoxidnak,
— amelyet a szilicium-monoxid-rétegek vdkuumeljd-
rissal val6 elGdllitisira haszndlnak — hétrinya abban
411, hogy energia- és munkaigényes, kiilondllo vakuum
eljrassal készitik.

Megkisérelték tovibbd, hogy a kiilondllé vikuum-
eljarast elkeriiljék egy sziliciumbdl és szilicium-dioxid-
bél dll6 olyan keverék alkalmazisdval, amely szervet-
len kotSanyagokat — igy viziiveget — vagy szerves ko-
t6anyagokat — példdul ftilsav- vagy tereftalsav-észte-
reket vagy nitro-celluloz-alapi lakkot — tartalmaz. Az
ilyen tipusi keverékek hitrdnya, hogy elpdrologtatd-
suk sordn szekunder (masodlagos) reakci6k Iépnek fel
amelyek a vikuumeljards — tObbek koézdtt —a pérol-
gdsi maradékok piroféros viselkedése, illetve reakci6-
képes gyokok lehasaddsa kovetkeztében negativ irdny-
ban befolyasoljdk, igy ipari méretben valé alkalmazd-
suk nem lehetséges, és reprodukdlhaté szilicium-mo-
noxid-rétegek képzésére nem alkalmasak.

A taldlmdny célja rdpdrologtatdsra alkalmas. olyan
anyag kidolgozdsa szilicium-monoxid-rétegek képzése
céljgbol, vakuumeljdrds utjin, amely kilondllo vi-
kuumfolyamat nélkiil, csekély energia- és munkaré-
fordjtdssal elddllithat6, szekunder reakcidk nélkiil
ellendlidsmentes parolgdst tesz lehetSvé, és a darabos
szilicilum-monoxiddal Osszehasonlitva a rdpdrologta-
tott szilicium-monoxid-réteg azonos vagy kedvez8bb
tulajdonsigait biztositja.

A taldlmdny alapjdt az a feladat képezte, hogy
szilicium-monoxid-rétegeknek vékuumeljérdssal valé
képzése céljsbol olyan, rédpdrologtatdsra alkalmas
anyagot dolgozzunk ki, amely egyszer(l, kilondllé
vikuumelj4rdst nem igényel, ellenslldsmentes pérol-
gast tesz lehetdvé szekunder reakcidk — példdul a pé-
rolgdsi maradékok piroféros viselkedése vagy reak-
cioképes gybkok lehasaddsa — nélkiil, és a darabos
szilicilum-monoxiddal Osszehasonlitva a rdpérologta-
tott szilicium-monoxid-rétegek azonos vagy kedve-
zBbb sajétsdgait biztositja.

E feladatot a taldlmdny szerint 1igy oldjuk meg,
h sziliciumbd! és nagy tisztasdgu, feleslegben vett
szilicium-dioxidbél 4ll6, homogenizélt keveréket vala-
milyen szerves reagenssel vizes oldatban osszekeve-
rink. Ennek sordn szerves reagensként kilonosen
eldnyés egy 10—12 %-os vizes poli(vinil-atkohol)-ol-
dat alkalmazdsa, amely a sziliciumbdl és szilicium-
-dioxidbo! 4116 keverékre vonatkoztatva koriilbelil 9
tomeg% poli(vinil-atkohol)-t tartalmaz. A vizes oldat-
ban 1év6 szerves reagens nyilvdnvaléan azzal a képes-
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séggel rendelkezik, hogy a szlicium- és szilicium-di-
oxid-részecskéket igen kedvezGen bevonja, s igy biz-
tositja a bens kapcsolatot a részecskék kozott, ame-
lyek nagys4git elényosen 40 millimikronnak vagy en-
nél kisebbnek vdlasztjuk. Eldnyosnek bizonyult to-
vabb4 az is, hogy a sziliciumbdl és szilicium-dioxidbél
all6 keverékre vonatkoztatva a szilicium-dioxidot
koriilbeliil 10 tomeg% feleslegber alkalmazzuk.

A szerves reagenssel a vizes oldatban sziliciumbdl
és szilicium-dioxidbdl késziilt keveréket levegdn, szo-
bahSmérsékleten elészdéritdsnak vetjiik al4, ezt kéve-
téen koriilbelil 180200 °C h&émérsékleten levegdn
tovibbi szdritdsi eljardsnak vetjik ald; ekkor eléri
legnagyobb szildrdsdgdt, s ezutin a kivdnt méretre
vagy alakra darabolhaté (aprithato).

A taldlmédny szerinti, rdpdrologtatdsra alkalmas
anyagnak az elGéllitdsa sordn, szilicium-monoxid-ré-
tegek vdkuumeljdrdssal valé elGdllitdsa céljabdl! a szer-
ves reagens nyilvinvaléan Kkatalizitorként szerepel,
mivel olyan elpdrologtatdsi hGmérsékleteket érhetiink
el, mmelyek joval a szilicium és szilicium-dioxid for-
rdspontja alatt vannak, és — egydbként azonos koriil-
mények kozott — lényegesen alacsonyabbak a dara-
bos szilicium-monoxid forrdspontjin4l.

Kiviteli példdk

400 g sziliciumport (sziliclumlemezhulladékot) és
920 g kémiai Gton kicsapott szilicium-dioxidot kiilon-
kiilsn 40 um vagy ennél kisebb részecskeméretre &rd-
link. Az 6rlési folyamat utdn a két komponenst ho-
mogén keverékké alakitjuk, és 1056 ml 11 %-os vizes
poli(vinil-alkohol)-oldattal péppé keverjik. A pépet
egy 14 mm magassdgl, SO mm tmérGjy, ireges tef-
lonhengerbe vissziik. Ezutdn levegdn, szombahSmér-
sékleten az elegyet 8—10 6rds clGszdritdsnak vetjik
ald, majd 1 6rdn 4t 190 °C h8mérsékleten levegdn ala-
posan kiszaritjuk, ekkor a kotési folyamat is lejtszé-
dik. Az elpdrologtatdsra alkalmas, szdraz anyagot a
formébdl kivesszik, apritjuk, és folyamatosan miko-
d6 berendezésben tablaiivegre rétegezve hOsugdrzdst
visszaverd holapok elédllitdsira alkalmazzuk. A rdpé-
rologtatdsra alkalmazott anyag ellendllismentesen
pérolog, szekunder reakcickat nem idéz eld, ¢s fgy a
darabos szilicium-monoxiddal azonos, vagy anndl
kedvez3bb sajétsdgokat biztosit.

A taldlmény szerinti, rdpdrologtatdsra alkalmas
anyag pérolgdsi hémérséklete mintegy 100 K-val ala-
csonyabb a darabos szilicium-monoxid parolgisi h§-
mé :sékleténél.

Szabadalmi igénypontok

1. Eljarés ripdrologtatdsra alkalmas anyag elSéllf-
tdsdra, szilicium-monoxid-rétegek, vdkuumban valé
elpdrologtatds utjdn t6rténs képzése céljdbdl, aminek
sorin nagy tisztasdgi és kis részecskeméret(i szilici-
umot és szilicium-dioxidot valamilyen kotSanyaggal
keveriink, a keveréket levegln 21Gszdritdsnak vetjik
ald_ s utdna magasabb hdmérsékleten tovdbb szdritjuk,
azzal Jellemezve, hogy k6tBanyagként vizes poli(vinil-
-alkohol)-oldatot alkalmazunk, mind a szilfcium,
mind a szilicium-dioxid részecskeméretét 40 millimik-
ronnak vagy anndl kisebbnek vilasztjuk, a szilicium-
.dioxidot feleslegben alkalmazzuk, és az utdszdritdst
180—200 °C h6mérséklettagtoményban végezzik.

2.
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2. Az. 1. igénypont szerinti eljdrds, azzal fellemez- 3. Az 1. igénypont szerinti eljdrds, azzal fel] z-
ve, hogy 10—12 %-os vizes poli(vinil-alkohol)-oldatot ve, hogy a sziliciumbdl és szilicidim-‘dioxid‘tl)élleslu?z. )
hasznalunk, és a sziliciumbol és szilicium-dioxidbdl verékre vonatkoztatva a szilicium-dioxidot 10 t-

116 keverékre vonatkoztatva a poli(vinil-alkohol}t § meg% feleslegben alkalmazzuk.
9 t6meg% mennyiségben alkalmazzuk.

&bra nélkal

Orszdgos Taldlményi Hivatal
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